Ustav pristrojové techniky AV CR, v. v. i. vyhlauje v souladu se zékonem ¢&. 283/1992 Sb.
0 Akademii véd Ceské republiky, ve znéni zakona ¢. 420/2005 Sb. a Stanov AV CR vybérové
fizeni na pozici Védecky pracovnik — specialista na elektronovou litografii.

Ustav pfistrojové techniky AV CR, v. v. i. vyhladuje vybérové fizeni na pozici:
Védecky pracovnik — specialista na elektronovou litografii

Skupina elektronové litografie

Skupina elektronové litografie (EBL) na Ustavu pfistrojové techniky Akademie véd CR se
specializuje na vyzkum a vyvoj mikro- a nanolitografickych technologii vyuZzivajicich
elektronovy svazek. Zaméfujeme se na navrh a vyrobu struktur pro Siroké spektrum aplikaci v
oblastech optiky, senzoriky a bezpe¢nostnich technologii. Pro rozsiteni portfolia vyzkumnych
aktivit zamétenych na vyvoj polovodicovych/fotonickych ¢ipti hledame uchazece na pozici
specialisty na elektronovou litografii se zamérenim na polovodice.

Volna pozice: Védecky pracovnik — specialista na elektronovou litografii
Napln prace:

® Vyvoj a realizace nanofabrikacnich procesii zaloZenych na kombinaci elektronové
litografie (EBL) a 3D nanotisku na nanometrové Skale (dvoufotonova polymerace)

e Navrh, optimalizace a experimentalni ovéfovani hybridnich technologickych postupt
pro vyrobu 2D a 3D nanostruktur

e Priprava, realizace a vyhodnoceni simulaci technologickych procesti (napf. rozptyl
elektronti, depozicni procesy, mechanické a elektrické vlastnosti struktur)

® Prace se simulacnimi a navrhovymi nastroji po zaSkoleni (napf. COMSOL
Multiphysics, Monte Carlo simulace, CAD nastroje pro navrh nanostruktur)

e Navrh 2D/3D masek a struktur, priprava vyrobnich dat a jejich pfevod do formatt pro
elektronovou litografii a 3D nanotisk

¢ (Charakterizace ptripravenych nanostruktur pomoci materialovych a povrchovych
analytickych metod (SEM, AFM, pripadné FIB, TEM, profilometrie, EDX)

e Optimalizace materialti pro elektronové rezisty a inkousty, optimalizace depozi¢nich
procesi pro hybridni nanofabrikacni technologie

e Podil na pripravé a feSeni védeckych projektti, tvorbé technické dokumentace,
publikacni ¢innosti a prezentaci vysledkt na odbornych férech

Pozadavky:

e Vysokoskolské vzdélani v oboru technickych véd se zaméfenim na fyziku, mikro- a
nanotechnologie, elektronovou litografii nebo aditivni nanovyrobu, zakoncené
doktoratem (Ph.D.)

e Praktické zkuSenosti s elektronovou litografii (e-beam lithography) a/nebo 3D
nanotiskem (napf. dvoufotonova polymerace, FEBID, FIBID apod.)

e Znalost materidlovych analytickych a charakteriza¢nich metod pro nano- a
mikrostruktury (SEM, AFM, pripadné FIB, konfokalni mikroskopie, profilometrie;
znalost dalSich metod vyhodou)



e ZkuSenosti s programovanim v jazyce Python (napf. pro zpracovani dat, automatizaci
meéreni nebo navrh struktur)

e Znalost softwaru Origin a programovaciho prostfedi MATLAB vyhodou

e Zajem o védeckou praci a dalsi vzdélavani

e Aktivni znalost anglického jazyka

¢ Schopnost samostatné védecké prace

¢ Ochota ucit se nové véci a nadSeni pro obor

Nabizime:

e Nadstandardni platové ohodnoceni

¢ Fond kulturnich a socialnich potreb (napt. prispévek na dovolenou, sportovni a
kulturni akce)

e 5 tydni dovolené

e Praci v mladém a dynamickém kolektivu

* Moznost profesniho ristu a dalsiho vzdélavani

o Ugast na projektech zakladniho i aplikovaného vyzkumu

+ Utast na mezinarodnich védeckych konferencich a stdZich

e Moznost zavodniho stravovani (prispévek na stravovani), kantyna v arealu

e Hlidané parkovani na pracovisti

Nastup: kvéten 2026

Prihlasky doplnéné strukturovanym Zivotopisem a kopiemi dokladl o dosazeném vzdélani
zasilejte na adresu:

doc. Ing. Alexandr Knapek, Ph.D.

Ustav pristrojové techniky AV CR, v. v. i.
Kréalovopolska 147, 612 00 Brno

nebo na e-mail: knapek@isibrno.cz
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